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[bookmark: _Hlk25312108][bookmark: _Hlk25309687][bookmark: _Hlk25347763][bookmark: _Hlk25238107]摘要：基于我国2012-2018年省级数据，研究知识产权保护通过对创新成果权益的保护进而激发高技术企业创新活力的机理和作用路径。研究表明，知识产权保护通过对高技术企业新技术、新成果的保障激发高技术企业增加创新投入。具体地，知识产权保护通过两条路径间接作用于高技术企业创新投入。一是知识产权保护通过对新技术的影响间接作用于高技术企业创新投入；二是知识产权保护首先影响到新技术，进一步影响到新产品，进而间接作用于高技术企业创新投入；以上两种路径中路径一发挥着主要作用。 
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Abstract：Based on the provincial data of China from 2012 to 2018, this paper studies the mechanism and action path of intellectual property protection to stimulate the innovation vitality of high-tech enterprises by protecting the rights and interests of innovation achievements. The research shows that intellectual property protection stimulates high-tech enterprises to increase innovation investment by guaranteeing new technologies and new achievements of high-tech enterprises. Specifically, intellectual property protection indirectly affects innovation investment of high-tech enterprises through two paths. First, intellectual property protection indirectly affects innovation investment of high-tech enterprises through the impact on new technology; second, intellectual property protection first affects new technology, further affects new products, and then indirectly affects innovation investment of high-tech enterprises; path one plays a major role.
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0引言
当前，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，需要创新更好地发挥驱动作用。国家层面对于“全面加强知识产权保护，激发创新活力推动构建新发展”也做出了新的指示和部署，因而对我国现有知识产权保护与企业创新发展的实际情况进一步明确。已有研究认为，知识产权保护可以降低企业研发投资及创新投入的巨大成本和风险，通过赋予创新者对创新成果的专有权确保企业的预期收益，从而激励企业创新[1-2]。事实上，知识产权保护、企业创新成果、企业创新投入的内在联系机制有待实证上的检验。深入研究知识产权保护是否通过创新成果权益的保障激发企业提高创新投入，对于我国当下创新政策的判断以及创新政策的下一步施行至关重要。高技术企业作为知识密集、技术密集的经济实体，其创新活动一直是学术界关注的热点。为此，本文从知识产权保护影响创新成果权益进而激发企业创新活力的角度出发，研究知识产权保护影响高技术企业创新投入的作用机制和具体影响路径。
1 文献综述
[bookmark: _Hlk2273146]知识产权保护如何影响创新活动一直是学界关注的热点。既有研究表明知识产权保护与创新之间的关系高度复杂，知识产权保护与创新之间的关系可呈现线性、倒U型和多重门槛效应等等[1-7]，其中多数研究支持知识产权保护过弱或过强都不利于创新活动，知识产权保护与创新之间呈现倒 U 型关系[8-10]。李静晶和庄子银（2017）[6]的研究指出专利制度在我国经济发达的地区能较好发挥作用，在欠发达和中等发达地区反而会抑制技术创新。Kim et al. (2012) [10]一项研究指出，专利权保护在发达国家可以对创新产生积极的的激励作用，但在发展中国家对创新的激励作用并不明显。Ramzi and Salah（2018）[11] 通过对不同国家创新能力驱动因素的进行实证研究，发现在发达国家背景下阐述的大多数有关创新的假设，并不适用于创新能力较弱的非知识经济国家。陈恒和侯建（2017）[12]认为地区 R＆D 投入、FDI流入对地区创新能力的影响与知识产权保护水平有关，知识产权保护在其中发挥着显著的门槛效应。总之，知识产权保护对创新活动的影响存在着高度的不确定性。
进一步对文献进行分析发现，知识产权保护与创新的关系之所以复杂是因为研究视角和研究机制的不同。比如，吴超鹏和唐菂[1]（2016）认为在较高的知识产权保护执法环境下，企业会增加专利产出与研发投资，企业的创新能力即专利产出和研发强度会提高，以此提出了知识产权保护通过减少研发溢出机制和外部融资约束机制促进企业创新。Michael A. Klein[2]（2018）认为在一个贸易区域内，单边加强知识产权保护的潜在好处是增加外商直接投资，但是创新成果最终会溢出到整个贸易区域内，诱发其他国家维持弱的知识产权制度和免费搭便车行为；因而应当制定整个贸易区域内的知识产权政策，如TRIPS协议等，提高整个贸易区域的共同利益。李勃昕等[13]（2019）从国际技术转移的角度，认为强化知识产权保护可以增加国外创新成果进入我国市场，但不利于国内企业对新的技术成果进行模仿和吸收，因而知识产权保护对我国OFDI逆向创新的溢出效应呈现双向调节。靳巧花和严太华[14]（2017）证明在知识产权保护水平超过一定门槛时，同样的研发资本能产生更多的专利。魏浩和巫俊（2018）[15]则从知识产权保护影响进口贸易的角度出发，认为随着国内知识产权水平的提高，可以促进企业的进口贸易，从而促进企业创新。因而，在研究知识产权保护与创新之间关系时，研究角度和研究机制的选择是决定知识产权制度与创新关系走向的关键因素。
[bookmark: _Hlk49779465]本文的关注点在于知识产权保护对于我国高技术企业创新投入的影响机制和作用路径，知识产权保护如何通过保障创新主体的权益影响其创新行为。正如林肯所说：“专利制度就是给天才之火，浇上利益之油。”追本溯源，知识产权制度是服务于保障创新主体的创新成果权益，在此基础上影响整个创新活动。本文认为，知识产权制度通过保障创新者的创新成果权益激励企业创新，这是知识产权制度与企业创新系统过程联系的基本纽带和机制基础。从知识产权制度影响创新者创新成果权益的视角出发，研究我国知识产权保护对高技术企业创新投入之间的作用机制和具体路径，这是对既有创新理论的一个有效补充，可以帮助理清知识产权制度影响创新的机制与过程，也是对我国知识产权制度实施效果判断的有力证据。
2 研究设计
2.1 研究假设
企业创新的来源主要来自两个方面, 一是获取企业外部的技术, 另一个是进行企业内部的自主研发，这两者均受到地区知识产权保护水平的影响。从企业获取外部技术的角度来看，已有研究表明随着地方知识产权保护水平的提高，企业通过技术外溢效应和技术扩散免费获得技术创新的难度越大[1]，同时企业模仿剽窃外部创新成果的惩罚力度显著增强[3]，即企业获取外部创新资源的成本会相对提高。从企业自主研发角度来看，地区知识产权保护水平的提高能保障企业对于创新成果的所有权益和经济利益[7]，减少企业创新的外部性[15-16]，即企业通过自主研发获取创新资源的成本会相对降低。综上，随着知识产权保护水平的提高，企业获取外部创新资源的成本会相对提高而通过自主研发获取创新资源的成本会相对降低，这两者均会让企业注重自身的研发与创新，提高企业自身的创新投入，从而获得更大的经济效益。高技术企业是知识和技术密集型企业，其创新活动更为活跃，对知识产权保护水平的反应当更加灵敏。 
由此，本文提出假设H1: 知识产权保护水平的提升能激励高技术企业增加创新投入。
[bookmark: _Hlk41637394][bookmark: _Hlk41595896]进一步，知识产权通过保障企业对于创新成果的所有权益激励企业创新行为。高新技术企业创新过程可分为技术研发和技术成果转化两个阶段[17]。两阶段的创新成果一般表现为新技术和新产品[18]。在技术研发阶段，知识产权保护一方面能减少高技术企业创新的技术外部溢出效应，降低新技术被侵犯的风险[7]，提高研发投入的预期收益[1]，从而激励高技术企业增加创新投入；另一方面，知识产权保护水平的提高，能保障高技术企业对于新技术的所有权益，更有利于企业研发过程中合理配置资源[19]，披露相关信息，减少创新过程中的信息不对称性，高技术企业更容易获得资金、技术、人才等要素上的支持与合作。企业获得创新要素方面的支持与合作，能对企业研发产生额外的激励效应[20]，有利于新技术的产生和技术成熟度的培养[21]，能进一步增强企业创新效益。即知识产权保护对新技术的影响可以进一步激励高技术企业进行自主研发。 
[bookmark: _Hlk25347358]由此，本文提出假设H2：知识产权保护通过对高技术企业新技术的影响进而作用于其创新投入。
同理，在技术成果转化阶段，知识产权保护水平的提高一方面能减少外溢效应，降低新产品被模仿的风险及损失[7]，让新产品不因外界的假冒仿造而丧失市场竞争优势，延长了创新带来的收益，从而激励企业增加创新投入；另一方面，知识产权保护水平的提高，能保障高技术企业对于新产品的所有权益，高技术企业在技术成果转化过程中能更合理地配置资源，披露相关信息，减少了市场中的信息不对称性。新技术在市场上的流动性增强，能让以新技术为核心的项目联盟在市场上更快地建立。以新技术为核心的项目联盟与合作能显著提升企业创新绩效[22]，同时也能促进技术成果快速地转化实施[21]，加速新产品的形成与销售，从而有利于高技术企业利润的快速实现。
由此，本文提出假设H3: 知识产权保护通过对高技术企业新产品的影响进而作用于其创新投入。
新技术价值的实现是最终要落实到产品上去。新技术的流动性增加而外溢效应减少能促进新产品的准确定位，让新产品发挥更好的市场效应，促进企业技术创新价值的实现[23]，因此知识产权保护对新技术的影响效果可能传递到新产品，进而传递到高技术企业创新投入。由此，本文提出假设H4：知识产权保护首先影响到新技术，进一步影响新产品，进而影响到高技术企业创新投入。
综上，本文认为知识产权保护影响高技术企业创新投入的路径可能有4条，具体如图1所示。一是知识产权保护直接影响高技术企业创新投入；二是知识产权保护首先影响到高技术企的新技术，进而影响其创新投入；三是知识产权保护首先影响到高技术企业的新产品，进而影响其创新投入；四是知识产权保护首先影响到高技术企业的新技术，进一步影响其新产品，进而影响其创新投入。


[bookmark: _Hlk25264818]图1 知识产权保护影响高技术企业创新投入的可能路径
2.2 思路设计
基于已有的文献研究，根据上文的分析思路，为考察知识产权保护对企业创新投入的影响机制，依次验证知识产权保护对高技术企业创新投入的影响与影响中介路径。
首先验证知识产权保护对高技术企业创新投入的影响，计量模型构建如下。
                （1）
其中是i地区第t年的企业创新投入；是截距项；表示i地区第t年的知识产权保护水平；是影响企业创新投入的控制变量；和分别是年份和地区效应，是随机误差项。
其后，按照Baron & Kenny（1986）因果逐步回归分析法验证知识产权保护对企业创新投入的中介效应。根据Baron and Kenny提出的逐步法中介模型设定检验过程如下。
第一步，检验不含中介变量时知识产权保护对企业创新投入的影响：
                         （2）
第二步，检验知识产权保护对中介变量的影响：  
                          （3）
第三步，同时检验知识产权保护与中介变量对企业创新投入的影响：
                  （4）
第四步，为验证新技术是否可以通过影响新产品作用于企业创新投入，检验新技术对新产品的中介作用：
             （5）
[bookmark: _Hlk25332585][bookmark: _Hlk25334254][bookmark: _Hlk25332782][bookmark: _Hlk25332840]（2）到（5）式中：代表中介变量，其他变量的定义如前所述。根据逐步法中介模型，显著是中介效应检验的前提，如果、显著且不显著或者变小，则中介变量在知识产权保护对企业创新投入的影响中存在着中介效应；如果、显著且不显著，则知识产权保护对企业创新投入没有直接影响，如果、显著且显著但比原作用减小，则知识产权保护对企业创新投入既有直接影响又有间接影响。同理，在新技术对企业创新投入影响显著的基础上，新技术对新产品影响显著，显著且不显著或者比原作用减小，则新产品在新技术对企业创新投入的影响中存在着中介效应。
最后，用非参数百分位Bootstrap检验对中介路径进行再次检验。主要是出于三方面的考虑，第一，存在多步中介的情况下，Baron and Kenny提出的中介效应模型无法准确判断每条路径的影响因子，用Bootstrap检验多步中介的方法可以判断出每条中介路径的显著性和影响因子。第二，提高结果的稳健性，对中介效应结果提供另一种方法上的验证。第三，Taylor（2008）[28]、Hayes（2010）[29]等学者的研究证明在多步中介的检验中，相对于逐步回归模型的方法，Bootstrap方法表现更佳。
2.3变量和数据选取
本文的被解释变量为高技术企业创新投入，核心解释变量为知识产权保护水平，中介变量为高技术企业的新技术、新产品。从区域环境层面来说，影响一个地区高技术企业创新投入的主要因素有[2-3,8,24]地区经济水平、地区开放程度、地区政府研发支持强度、地区企业集聚程度等等。本文在检验知识产权保护对高技术企业创新投入的影响时，把上述影响因素考虑进去，作为控制变量处理，以保障结果的准确性。最终选取我国28个省市自治区的高技术企业(由于西藏、青海、新疆、香港、澳门和台湾存在数据缺失，将其剔除)为研究对象；其中，知识产权保护水平指数的构建基础来源于国家知识产权局知识产权发展研究中心每年发布的《中国知识产权发展状况评价报告》，鉴于《中国知识产权发展状况评价报告》从2012年开始发布，基于可获得的数据，样本区间定为2012-2018年；其它数据分别来源于《中国科技统计年鉴》和《中国统计年鉴》。
[bookmark: _Hlk25241273]（1）企业创新投入（）。企业创新投入是本文的被解释变量。高技术企业创新投入的主要代表变量有企业R&D内部支出、企业R&D人员全时量和企业新产品开发经费支出。本文选取地区高技术企业R&D内部支出作为衡量创新投入的指标。
（2）知识产权保护（）。知识产权保护是本文的核心解释变量。在知识产权保护水平的衡量中，Ginarte-Park( GP指数)，是比较具有代表性的且使用率较高的表示知识产权保护的测评指标，国内学者在评测我国的知识产权保护水平时，大多数以此为基础，在我国知识产权立法情况基础上，根据实际国情加入知识产权执法情况进行改进[25-26]。本文知识产权保护水平的测度是依据国家知识产权局知识产权发展研究中心发布的《中国知识产权发展状况评价报告》，本文知识产权保护的测度指标内容包括司法保护、行政保护、保护效果三个方面，其具体指标和内容如表1所示。
表1知识产权保护的具体构建指标
	测度内容
	具体指标

	司法保护
	法院新收知识产权一审案件量（件）

	
	法院审结知识产权一审案件量（件）

	
	法院知识产权案件平均结案率（%）

	
	法院知识产权案件平均赔偿额（万元）

	
	检察机关批准逮捕涉及侵犯知识产权犯罪案件数

	
	检察机关批准逮捕涉及侵犯知识产权犯罪人数（人）

	
	提起公诉的涉及侵犯知识产权犯罪案件数（件）

	
	提起公诉的涉及侵犯知识产权犯罪人数（人）

	行政保护
	专利行政保护指数（分）

	
	商标行政保护指数（分）

	
	版权行政保护指数（分）

	
	知识产权海关行政保护指数（分）

	保护效果
	研发投入强度（%）

	
	规模以上工业企业申请专利比例（%）

	
	注册商标续展率（%）

	
	知识产权使用费（万美元）


（3）中介变量。根据已有研究，考虑专利申请授权周期长等因素，本文选择高技术企业专利申请量（）作为新技术的指示变量；选取高技术企业新产品销售收入（）作为新产品的指示变量。
（4）控制变量。地区经济水平（）用地区人均生产总值来表示；政府研发支持强度（）用地区R&D经费内部支出中来源于政府的资金数表示；地区开放程度（）用地区进出口贸易额总和表示；地区企业集聚程度（）用地区规模以上工业企业数目来表示。
3 实证分析
3.1 描述统计和相关分析
经由散点图（图2）的初步判断，知识产权保护与企业创新投入呈现高度的正相关关系，且呈指数形式。为了更好地拟合数据，本文对企业创新投入的指示变量进行对数化处理，创新投入对数化处理之后与知识产权保护的散点图结果如图3所示，知识产权保护与企业创新投入对数有明显的线性正相关关系。

图2 知识产权保护水平与企业创新投入散点图

图3 知识产权保护水平与企业创新投入对数散点图
为了数据可比性和数据异方差处理，本文对于中介变量和控制变量也进行了对数化处理。处理之后各研究变量的描述性统计如表2所示。由表2可知：不同地区高技术企业创新投入之间的差距比较大，其标准差为1.501；不同地区的知识产权保护水平有很大差异，知识产权保护水平的均值、最小值、最大值分别为65.28、41.62和93.74；各地区的经济水平、市场开放程度、企业集聚程度及政府支持层面均有一定的差异。
表2 主要变量的描述性统计分析结果
	[bookmark: _Hlk57991964]变量名称
	样本量
	均值
	标准误
	最小值
	最大值

	企业R&D内部支出
	196
	12.74
	1.501
	9.261
	16.236

	知识产权保护水平
	196
	65.281
	12.789
	41.62
	93.74

	新技术
	196
	7.615
	1.61
	3.664
	11.567

	新产品
	196
	15.222
	1.754
	11.324
	19.155

	地区经济水平
	196
	10.841
	0.428
	9.889
	12.009

	政府研发支持强度
	196
	13.262
	1.106
	10.633
	16.035

	地区开放程度
	196
	9.169
	1.899
	4.875
	13.071

	企业集聚程度
	196
	8.97
	1.111
	5.814
	10.795


[bookmark: _Hlk25255849]3.2 知识产权保护对企业创新投入的影响
为了避免变量间可能存在多重共线性而影响估计结果的有效性，本文首先分析检验解释变量的方差膨胀因子VIF，结果中解释变量的VIF最大值为3.52，显著小于10，即认为解释变量间不存在明显的共线性关系。进一步，本文采用稳健性标准误来处理数据可能出现异方差问题。同时为了结果的稳健性考虑，在基准回归的基础之上，本文进一步通过替换变量和内生性检验来分析知识产权保护和企业创新投入之间的基本关系。具体地，为避免被解释变量的指示变量不具有足够的代表性，再次使用企业R&D人员折合全时当量（记为Y2）作为高技术企业创新投入的指示变量，替代企业R&D经费内部支出（记为Y1）进行回归。其次，本文中高技术企业创新投入与知识产权保护的正相关可能是由于高技术企业创新投入的提高迫使知识产权保护的优化，也可能是因为遗漏了其他控制变量。为减少内生性问题的干扰，参考吴超鹏和唐菂（2016）[1]，本文选取英租界哑变量（记为settlement）作为知识产权保护的工具变量，清朝晚期到民国初期地区内若存在英租界则settlement赋值1，否则赋值0，对知识产权保护作用于高技术企业创新投入的效果再次进行检验。
结果如表3所示，其中列（1）是原始的基准回归结果，列（1）中显示IPR系数为正，且在0.05的水平上显著，表明地区知识产权保护对高技术企业创新投入具有显著的促进作用，假设H1成立；列（2）在列（1）的基础上选用企业R&D人员折合全时当量对数（Y2）代替企业R&D经费内部支出对数（Y1）,作为被解释变量；列（3）在列（1）的基础上加上了英租界哑变量作为工具变量；列（4）在列（2）的基础上加上了英租界哑变量作为工具变量。结果显示，无论是替换变量还是加入工具变量，回归结果中IPR系数始终为正，且在0.05的水平上显著，系数大小没有出现反常的变化，和基准回归结果保持高度一致。即可以认为知识产权保护水平的提升能激励高技术企业增加创新投入。
表3 知识产权保护对企业创新投入影响的回归结果
	　
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	变量
	Y1
	Y2
	Y2
	Y1

	　
	　
	　
	　
	　

	IPR
	0.0179**
	0.0224**
	0.0214**
	0.0169**

	
	(0.00828)
	(0.00837)
	(0.00816)
	(0.00799)

	lngdp
	0.414
	0.0309
	-0.0639
	0.313

	
	(0.292)
	(0.331)
	(0.333)
	(0.285)

	lnopen
	0.187*
	0.223**
	0.185*
	0.147

	
	(0.0949)
	(0.0978)
	(0.0955)
	(0.0905)

	lngov
	0.356***
	0.227*
	0.271**
	0.402***

	
	(0.100)
	(0.112)
	(0.122)
	(0.106)

	lnact
	0.469***
	0.495***
	0.488***
	0.462***

	
	(0.114)
	(0.114)
	(0.127)
	(0.126)

	settlement
	
	
	0.329*
	0.349**

	
	
	
	(0.172)
	(0.152)

	Constant
	-3.554
	-2.066
	-1.227
	-2.664

	
	(2.932)
	(3.173)
	(3.203)
	(2.869)

	
	
	
	
	

	Observations
	196
	196
	196
	196

	R-squared
	0.878
	0.868
	0.874
	0.884


注：采用稳健性标准误；*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1；括号内为t统计量值，下同。
3.3 知识产权保护对企业创新投入的影响路径
3.3.1 逐步回归法中介模型检验
[bookmark: _Hlk19092827][bookmark: _Hlk25258510]前文主要考察了知识产权保护对高技术企业创新投入的影响。正如前文所阐述，知识产权保护可能先影响到新技术、新产品，进而影响到高技术企业创新投入，同时知识产权保护可能先影响到新技术，进一步影响到新产品，进而影响到高技术企业创新投入。为验证这些可能性，本文进一步通过Baron and Kenny（1986）提出的中介效应模型和Bootstrap检验多步中介的方法对知识产权保护作用于高技术企业创新投入的影响路径进行分析。
表4报告了中介效应模型的检验结果。列（1）是不包含新技术、新产品两个中介变量的基准回归结果。列（2）是中介变量新技术与核心解释变量知识产权保护的回归结果。列（3）是被解释变量高技术企业创新投入、中介变量新技术与核心解释变量知识产权保护的回归结果。结果表明，列（1）显示知识产权保护对高技术企业创新投入影响显著为正；列（2）显示知识产权保护对新技术影响显著为正；列（3）显示知识产权保护、新技术同时对高技术企业创新投入进行回归时，新技术对高技术企业创新投入影响显著为正，知识产权保护对高技术企业创新投入影响不再显著。这表明知识产权保护先影响到企业新技术，进而影响到高技术企业创新投入，假设H2成立，且新技术存在完全中介效应。 
[bookmark: _Hlk25263087]表4 逐步回归中介效应检验结果
	　
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	变量
	Y1
	Lnpatent
	Y1
	lnnewpro
	Y1
	Y1

	IPR
	0.0179**
	0.0279**
	-0.000995
	0.00988
	　
	　

	
	(0.00828)
	(0.00921)
	(0.00573)
	(0.00809)
	
	

	lnpatent
	
	
	0.678***
	0.584***
	
	0.586***

	
	
	
	(0.0520)
	（0.107）
	
	(0.0504)

	lnnewpro
	
	
	
	
	0.546***
	0.176***

	
	
	
	
	
	(0.0107)
	(0.0594)

	All controls
	控制
	控制
	控制
	控制
	控制
	控制

	Observations
	196
	196
	196
	196
	196
	196

	R-squared
	0.878
	0.851
	0.957
	0.925
	0.919
	0.960


列（4）是中介变量新产品与核心解释变量知识产权保护的回归结果，列（4）中知识产权保护系数不显著，表明知识产权保护对新产品没有显著影响，知识产权保护无法直接影响到企业新技术，进而影响到高技术企业创新投入，假设H3不成立。列（5）是被解释变量高技术企业创新投入与中介变量新产品的回归结果。列（6）是被解释变量高技术企业创新投入、中介变量新技术、中介变量新产品的回归结果。结果表明，列（3）显示新技术对高技术企业创新投入影响显著为正；列（5）显示新产品对高技术企业创新投入影响显著为正；列（6）显示新技术、新产品同时对高技术企业创新投入进行回归时，新技术对高技术企业创新投入影响显著为正，新产品对高技术企业创新投入影响显著为正；这表明新技术可以通过高技术企业新产品进而影响到其创新投入，假设H4成立，且新技术存在部分中介效应。
3.3.2 Bootstrap方法检验多步中介
[bookmark: _Hlk20127915][bookmark: _Hlk3561305][bookmark: _Hlk25265710]Bootstrap检验多步中介的方法可以检验出每条中介路径的显著性和影响因子，参考陈瑞等[27]（2013）关于Bootstrap检验多步中介的具体操作方法，本文相关结果如表5所示。数据结果表明“知识产权保护→新技术→创新投入”这一中介路径检验中，置信区间BootLLCI 到BootULCI的区间范围是（0.0089，0.0220），置信区间中不包含0，即该中介路径显著，中介作用大小为0.0161；同理，中介路径“知识产权保护→新技术→新产品→创新投入”在检验中，置信区间BootLLCI 到BootULCI范围是（0.0013，0.0054），中介路径显著，中介作用大小为0.0151；中介路径“知识产权保护→新产品→创新投入”在检验中不显著，因为置信区间BootLLCI 到BootULCI的区间范围是（﹣0.0046，0.0001），置信区间中包含0。在考虑中介变量后，知识产权保护对高技术企业创新投入的直接影响不再显著，证明知识产权保护对高技术企业创新投入的作用都是间接的，知识产权保护并不直接作用于高技术企业创新投入。
表5 中介效应Bootstrap检验结果
	Direct effect of X on Y
     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI
    0.0008        0.0033      0.2321     0.8167    -0.0057      0.0073

	Indirect effect(s) of X on Y
[bookmark: _Hlk12455794]             Effect     Boot SE    BootLLCI    BootULCI
Total:        0.0161      0.0039      0.0087      0.0243
[bookmark: _Hlk25262297]Ind1 :        0.0151      0.0033      0.0089      0.0220
[bookmark: _Hlk3559918][bookmark: _Hlk25262327][bookmark: _Hlk3559875]Ind2 :        0.0028      0.0010      0.0013      0.0054
[bookmark: _Hlk25262377]Ind3 :        0.0018      0.0012     - 0.0046      0.0001

Indirect effect key
 Ind1 :   IPR     →      lnpatent    →      Y1
 Ind2 :   IPR     →      lnpatent    →      lnnewpro   →    Y1
 Ind3 :   IPR     →      lnnewpro   →      Y1
************** ******ANALYSIS NOTES AND WARNINGS*********************
Number of Bootstrap samples for bias corrected Bootstrap confidence intervals:5000
Level of confidence for all confidence intervals in output: 95.00


从知识产权保护影响高技术企业创新投入的中介路径上讲，新技术在知识产权保护与高技术企业创新投入之间存在着完全中介效应，知识产权保护对高技术企业新产品没有直接影响，新产品在新技术和高技术企业创新投入之间存在着部分中介效应，Bootstrap检验结果和逐步回归法中介模型检验结果相一致。从而我们得到知识产权保护影响高技术企业创新投入的实际路径如图4所示，即知识产权保护具体通过两条路径间接影响到高技术企业创新投入，一是知识产权保护首先影响到新技术，进而影响高技术企业创新投入；二是知识产权保护首先影响到高技术企业新技术，进一步影响到新产品，进而影响到其创新投入。从知识产权保护影响高技术企业创新投入的中介路径效果大小来说，Bootstrap检验结果显示中介路径“知识产权保护→新技术→创新投入”的作用效果为0.0151；中介路径“知识产权保护→新技术→新产品→创新投入”的作用效果为0.0028；这说明对于我国高技术企业来讲，知识产权保护对企业创新投入的激励中新技术发挥着中枢作用，知识产权保护对创新的影响主要通过新技术直接作用于高技术企业创新投入。

 
图4 知识产权保护影响高技术企业创新投入的实际路径
4 结论和启示
[bookmark: _Hlk25333039]本文以我国2012-2018年的省级高技术企业为样本，并基于我国国家知识产权局知识产权发展研究中心发布的《知识产权发展状况报告》确定各省知识产权保护水平，运用Baron & Kenny因果逐步回归分析法、非参数百分位Bootstrap检验两种方法研究和分析知识产权保护对高技术企业创新投入的影响中介路径。结果表明，知识产权保护制度可以通过保障创新者对创新成果的权益保护激励高技术企业增加创新投入；知识产权保护对高技术企业创新投入的影响存在着新技术、新产品为中介变量的多步中介效应；知识产权保护对高技术企业创新投入不产生直接影响；知识产权保护具体通过两条路径间接影响到高技术企业创新投入，路径一是知识产权保护首先影响到高技术企业的新技术，进而影响高技术企业创新投入；路径二是知识产权保护首先影响到高技术企业的新技术，进一步影响其新产品，进而影响到高技术企业创新投入；知识产权保护对高技术企业创新投入的影响大部分经路径一发挥作用。
[bookmark: _Hlk41641304]本研究验证了知识产权制度通过保障创新者的创新成果权益激励企业创新的机制，并给出知识产权保护影响我国高技术企业创新投入的具体中介路径和影响效果，丰富了知识产权制度与企业创新之间的联系与作用机制，并解析现阶段知识产权保护影响我国高技术企业创新的路径细节，是对创新理论的补充与验证，为我国创新政策的判断提供了一定的参考依据。
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